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Zusammenfassung 
UV-Polarisatoren und Verfahren zu deren Herstellung 

^ , k * -m TlV Polarisatoren unter Verwendung der dichroitischen Absorption und 
Die Erfmdung betnfft UV-Polansatoren ume Traeennaterial ( ha uptsachlich Standard- 

nahe der Oberflache des Glases befinden. 

ErtlndungsgcMB zeichnen sich die durch eine breitere G^enverteilung aus, wobei die 

pfnW in bezug auf die rotationseUipsoide Forn, unterscbiedbch verfonn, su,d. 

- . -fuw «»nh Hem Einbrinaen von Metallionen (z. B. 

Die Herstellung der UV-Polansa,oren erfdg. ^ /"-^Sota Weehsel von Tempem 

verschiedenenHalbachsenverhaltrussen. 

Damit wird es maglich, einen breiten Absorptionsbereich der UV-Poiarisatorer ^ erzeugen, 
Lm sich die Absorptionsbanden mi. unterschiedlichen Maximumsiagen uberiagern. 



Es wird auf Figur 1 verwiesen. 



V V-Polarisatoren und Verfahren zu deren Herstellung 



Die Erfindung betriffi UV-Polarisatoren unter Verwendung der dichroitischen Absorpnon wobe, 
in das Mgerntaterial in neuartiger Anordnung rotationsellipsoidfbrmige metalline PartM 
eingebau. sind. Als Mgermaterial wird hauptsachlich Standard-Floatglas venvendet. Dabe, 
handelt es sich um Polarisatoren im ul.ravioletten Spektralbereich mil einem bretten Ab- 
sorptionsbereich. Weiterhin betriffi die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von UV- 
Polarisatoren, indent dureh spezielle Verfahrensschritte das Einbringen und das Bearbetten 
submikroskopischer metallischer Partikel im Mgermaterial erfolgt und damit das dtchrotttsche 
Verhalten der Metallpartikel beeinflufit wird. 

Die Erzeugung von linear polarisiertem Licht aus unpolarisiertem oder gering polarisiertem Licht 
kann auf der Grundlage verschiedener physikalischer Gegebenheiten erfolgen. 

Zum Beispiel wird bei der Nutzung der Doppelbrechung zur Erzeugung von linear polamiertem 
Licht die Eigenschafl ausgenutzt, dafi in optisch anisotropen Medien der einfallende Dchtstrahl, 
wenn er sich nicht in Richtung der optischen Achse fortpflanzt, in einen ordentlichen und ana 
auBerordentlichen Strahl zerlegt wird, die senkrecht zueinander polarisiert sind. Anwendungs- 
beispiele sind die seit Jahren bekannten Polarisationsprismen (Nicolsches Prisma, Glan-Thomp- 
son-Prisma, Wollaston-Prisma, u.a.). Nachteil dieser Prismen ist ihr massiver und damit auch 
teurer Aufbau sowie die sehr eingeschrankte nutzbare Flache und die Notwendigkeit einer exak- 
ten Positionierung. Weiterhin ist der Polarisationseffekt stark wellenlangenabhangig. 
Bei schrager Reflexion von unpolarisiertem Licht an durchsichtigen isotropen Korpern ist der 
reflektierte Strahl teilweise polarisiert, wobei vorwiegend die senkrecht zur Einfallsebene schwin- 
gende Komponente reflektiert wird. Ist der Einfallswinkel gleich dem Brewster-Winkel, so ist to 
reflektierte Strahl vollstandig linear polarisiert. Anwendung findet dieser EfFekt z.B. in polansie- 
renden Strahlteilern. Die Nachteile sind identisch mit denen der Polarisationsprismen. 

Auf der Grundlage der sogenannten Hertzschen Polarisation wird in der DE-OS 28 18 103 ein 
"Verfahren zur Herstellung von aus einer Vielzahl von auf einer Glastragerplatte angeordneten 
parallel zueinander ausgerichteten elektrisch leitenden Streifen bestehenden Polarisatoren be- 
schrieben. In der EP 0416 157 Al mit dem Titel "Polarisator" wird ebenfalls auf die Hertzsche 

Polarisation zuruckgegrifFen. 



Ein wesentlicher Nachteil der Hertzschen Polarisatoren ist, da!3 die unerwunschte Polarisations* 
komponente reflektiert wird. Dies ist fur viele Anwendungszwecke, insbesondere bei Einsatz in 
Displays, sehr storend. Wahrend derartige Polarisatoren im infraroten Spektralbereich erfolgreich 
verwendet werden, konnte ihr Anwendungsfeld auf Grund von Herstellungsschwierigkeiten bei 
der Erzeugung konstanter Abstande der Metallfilamente noch nicht effektiv auf den sichtbaren 
oder gar ultravioletten Spektralbereich ausgedehnt werden. 

Die Mehrzahl der heutzutage eingesetzten Polarisatoren verwendet die dichroitische Absorption 
zur Erzeugung eines Polarisationseffektes. Dabei wird ausgenutzt, daB bestimmte Molekiile oder 
Kristalle eine von der Schwingungsrichtung abhangige Absorption zeigen. Bei genugender 
Schichtdicke und isotroper Orientierung der Molekiile oder Kristalle tritt nur noch eine linear 
polarisierte Komponente aus dem Polarisator aus. 

Die groflte Gruppe, weil sehr preiswert herstellbar, stellen dabei mechanisch gedehnte Kunststof- 
folien dar, die mit dichroitischen Farbstoffen gefarbt werden. Die Dehnung bewirkt eine orien- 
tierte Absorption der Farbstoffmolekule. Trotz vielfaltiger Fortschritte bei der Herstellung dieser 
Folien (was sich auch in einer entsprechend groBen Zahl von Patenten widerspiegelt) konnten die 
prinzipiellen Nachteile - chemische Unbestandigkeit, Empfindlichkeit gegen ultraviolette Strah- 
Iung, geringe mechanische Bestandigkeit - nicht beseitigt werden. Im ultravioletten Spektralbe- 
reich sind diese Folien in der Regel nicht einsetzbar. 

Urn diese Nachteile auszugleichen, erscheinen dichroitische Kristalle, insbesondere nichtsphan- 
sche Metallpartikel, sehr vielversprechend. Speziell nichtspharische Silberpartikel in der GroBe 
5 nm - 50 nm zeigen auf Grund ihrer speziellen Elektronenstruktur im Bereich 350 nra - 1000 nm 
das gewiinschte Verhalten. 

Es existieren verschiedene Ansatze, die diesen Effekt ausnutzen. 

In US 4.049.338 "Light polarizing material method and apparatus" und US 5. 122.907 "Light 
polarizer and method of manufacture" wird vorgeschlagen, orientierte rotationsellipsoidfbrmige 
Metallpartikel mittels Abscheidung auf einer glatten Glas- oder Kunststoffoberflache zu erzeu- 
gen. Die Exzentrizitat der Partikel wird uber den AbscheidungsprozeB gesteuert und so 
eingestellt, daB Maximumslagen der Absorption zwischen 400 nm und 3000 nm erreichbar sind. 

Nachteil dieses Verfahrens ist die mechanische Empfindlichkeit der so erzeugten Schichten. Dies 
kann auch nicht ohne weiteres durch eine Schutzschicht ausgeglichen werden, da diese zur 
Veranderung der Brechzahl der Partikelumgebung und somit zu Verschiebungen der Maximums- 
lagen fiihrt. 



DE 29 27 230 C2 "Verfahren zur Herstellung einer polarisierten Glasfolie, danach hergestellte 
Glasfolie und Verwendung einer solchen Folie in TOssigkristallanzeigen" beschreibt ein Verfah- 
ren zur Herstellung eines Polarisators fflr Flussigkristallanzeigen. Ausgangspmnkt .st eme orga- 
nische Oder anorganische Glasschmelze, in welche nadelfdrmige KOrper etagebracht werden. Aus 
dieser wird eine Glasfolie gezogen. Im Zusammenhang mit der noch m offenbarenden Erfindung 
ist hier als nachteilig anzusehen, daB keine dunnen, das heiBt keine nur oberflachennahen 
Schichten realisierbar sind. 

Zur Herstellung von Polarisatoren auf der Basis halogenidhaltiger Glaser gibt es vielftltige 
Vorschlage Diese Glaser enthalten Metallhalogenidverbindungen (z. B. AgCI, AgBr, u.a.) aus 
bzw in denen das Metall ausgeschieden wird. Durch eine mechanische Deformation der 
Glasmatrix wird diesen Partikeln eine nichtspharische Form gegeben, die zu OT em dtchromschen 

Verhalten fuhrt. 

Die US 3 653 863: "Method of forming photochrome polarizing glasses" beschreibt die Her- 
stellung hochpolarisierender Glaser auf der Basis phasenseparierter oder 
halogenidhaltiger) Glaser, die geternper. werden massen, urn Silberha.ogemdpart.ke> 
gewLchten CrOBe zu erzeugen. AnschlieBend fo,gen zwei weitere Schntte: 
Glas bei Temperaturen zwischen oberem Kahlpunkt und Glasubergangstempera ur (500 C b,s 
600X) verstreckt, extrudier. oder gewalzt, urn den Silberhalogenidpartikeln eine f^™* 
Gestal zu geben und urn sie » orientieren. Wird das Glas einer Strahlung (UV-S,raNung) 
auTgesetzt, scheide, sich Si.bermetal. auf der Oberflache der Silberpartike. ab Dtese Glaser 
uLn somi. durch Bestrahlung zwischen War unpolansier, und eingedunkelt-polansterend 
geschaltet werden. 

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines Polarisationsglases durch Silbermetallausscheidung 
wird in der US 4.304.584: "Method for making polarizing glasses by extrusion" vorgeschlagen. 
Das Glas wird unterhalb des Kuhlpunktes in einer reduzierenden Atmosphare getempert, um das 
langgestreckte metallische Silber in einer Oberflachenschicht des Glases von mmdestens 10 um 
Dicke zu erzeugen. Dieser ProzeB schlieBt die Erzeugung eines zu einem Verbund zusam- 
mengesetzten Glases ein, wobei polarisierende und photochrome Glasschichten kombnuert und 
laminiert werden. 

Um hohere Exzentrizitaten der Metallpartikel zu erzielen, wird in der US 4.486.213: "Drawing 
laminated polarizing glasses" vorgeschlagen, ein metallhalogenidhaltiges Glas mit etnem anderen 
Glas vor dem DeformationsprozeB zu umgeben. 




Ein genereller Nachteil der hier vorgestellten Verfahren und Glaser ist, daB sie alle komplexe und 
teure Spezialglaser voraussetzen. Es ist (offenbar auf Gaind der Komplexitat und der 
Schwierigkeiten, diese Glaser zu handhaben) bis jetzt nicht gelungen, das Anwendungsfeld auf 
den kurzweiligen sichtbaren oder gar ultravioletten Spektralbereich auszudehnen. 

Letztendlich soil noch auf die DE 3150 201 Al "Verfahren zur Herstellung von polarisiertem 
Brillenglas" verwiesen werden. Eine Brillenglasscheibe, die als Bestandteil ein Metalloxid, das 
reduzierbar ist (z. B. Silberoxid) enthalt, wird iiber einen Zeitraum, der ausreicht, um auf 
mindestens einer Oberflache der Glasscheibe das Metalloxid bis in eine bestimmte Tiefe zu Metall 
zu reduzieren, in einer reduzierenden Atmosphare erhitzt. Nach dieser Reduktion des Metalloxids 
wird die Glasscheibe auf einer erhohten Temperatur gehalten, um eine Keimbildung der 
reduzierten Oxide zu ermoglichen. Darauf wird die Glasscheibe in einer Vorrichtung verstreckt, 
um eine Dehnung der Metallpartikelkeime in parallelen Linien zu ermoglichen. Nachteil dieser 
Vorgehensweise ist die Notwendigkeit der Verwendung speziell erschmolzener Glaser. Der damit 
realisierbare Silbergehalt im Glas ist auf ca. 0,05 bis 0,5 Gew.-% beschrankt. Weiterhin entstehen 
nur schmalbandige Extinktionsbanden. 

Fur den praktischen Einsatz von Polarisatoren im ultravioletten Spektralbereich sind aber breit- 
bandige Extinktionskurven von besonderem Interesse. Als Lichtquellen werden in diesem Bereich 
vorrangig Halogenlampen eingesetzt, die ein deutliches Linienspektrum zeigen. Um moglichst 
hohe Lichtintensitaten zu erreichen, ist es wichtig, mehrere dieser Linien zu nutzen. Um 
Polarisationswirkungen in einem moglichst breiten Wellenlangenbereich zu erreichen, sind 
breitbandige Polarisatoren erforderlich. 

Entsprechend der Aufgabe der Erfindung sollen UV-Polarisatoren vorgeschlagen werden, die 
durch eine neuartige Anordnung und Ausbildung rotationsellipsoidfbrmiger Partikel gekennzeich- 
net sind und somit Polarisationswirkungen in einem moglichst breiten Wellenlangenbereich 
ergeben. Weiterhin ist es die Aufgabe der Erfindung, durch ein entsprechendes Verfahren diese 
UV-Polarisatoren aus einfachem Ausgangsmaterial kostengiinstig herzustellen. 

Erfindungsgemafl wird die Aufgabe wie folgt gelost, wobei hinsichtlich der grundlegenden 
erfinderischen Gedanken, die die UV-Polarisatoren betreffen, auf den Patentanspruch 1 verwie- 
sen wird. Die weitere Ausgestaltung der Erfindung beziiglich der neuartigen UV-Polarisatoren 
ergibt sich aus den Patentanspruchen 2 bis 4. Deh grundlegenden Gedanken zum neuen 
Verfahren zur Herstellung der UV-Polarisatoren enthalt der Patentanspruch 5. Die weitere 



Ausgestaltung des erfmdungsgemaBen Herstellungsverfahrens ergibt sich aus den Patent- 
ansprtichen 6 bis 19. 

Weilere Hinweise sind zu den erfindungsgemaBen L6sungen erforderlich. 

Es ist hinlanglich bekannt, daB im Fall einheitlich ausgerichteter rotauonsffirmiger Partikel deren 
Absorp.ionsverhal.en deutlich von dem kugelformiger Partikel abwe.cn, und we.terhm 
polarisa.ionsrich,ungsabhangig ist. Dieses sogenannte diehroitische Verhalten ze,gt nun Be-sp*. 
bei der Verwendung von rotationsellipsoidformigen Silberpartikeln mil emem Halbachsen- 
verMUnis von aft, = 2, daB die diehroitische Silberabsorptionsbande sehr schmalbandtg ,s. und 
somit die Ansprtiche gemaB Aufgabenstellung nicht erfirtlen kann. Mil dem erfindungsgemaBen 
Verfahren steht aber eine MSglichkei. zur Verfugung, durch Bildung und Uberiagerung von 
Banden mit unterschiedlichen Maxhnumslagen einen breiten Absorptionsbereich zu erzeugen. Es 
is, gelungen, im Glas Partikel unterschiedlicher GreBe zu erzeugen, so daB rnmdestens zwe. 
Absorptionsbanden mi, deutlieh unterschiedlichen Maximumslagen entstehen und aus deren 
Uberiagerung eine Verbreiterung des dichroitischen Absorptionsbereiches folgt. Danut steht e,n 
UV-Polarisator zur Verfugung, welcher vor alien, im Oberflachenbereich etnen neuen 
Strukturaufbau besitzt. - 

Prinzipiell kann man Metalle (wie , B. Silber, Kupfer, Gold) bereits der Glasschmelze zugeben. 
Der Nachtei. dieser Vorgehensweise is., daB diese dann im gesamten Glasvolumen vo rll ^ 
sind und eine definierte und produktive nachtragliche Farbstrukturierung mcht bekannt .st. 
Beschrankend wirkt weiterhin, daB damit nur eine geringe Konzentration im Glas reahs>erbar >st 
Als Alternative bietet sich ein nachtraglicher Einbau der MetaUe m das Glas an. 
Mittels lonen-taplantation lassen sich fas. alle Elemente in die GlasoberMche embnngen. Auch 
kann dies bereits geziel. in ausgewahl.en lokalen Bereichen erfolgen; der Embau verscbedenster 
Kombinationen von Elementen ist ebenso moglich. Die Eindringtiefen betragen b,s zu enugen 
100 nm. 

Die Ionen-Implantation 1st allerdings ein technisch recht aufwendiges Verfahren. 

Durch einen lonenaustausch lassen sich insbesondere Silber- und Kupferionen in alkalihaltige 
Glaser mit relativ wenig Aufwand einbauen. Dazu wird das Glas einer silber- bzw kupferhafogen 
Salzschmelze ausgesetzt. Infolge dieser Behandlung kommt es zu einem Austausch de 
Alkaliionen des Glases durch Metallionen der Schmelze. Fur eine praktische Anwendung erwetst 
sich der Tieftemperatur-Ionenaustausch in Nitratschmelzen als besonders gunstig (Temperamren 
im Bereich von ca. 250°C bis 400°C), zumal diese Salze wasserloslich sind und s,ch somit leicht 
vom Glas entfernen lassen. 



Prinzipiell lassen sich auch andere Sake einsetzen. Diese schmelzen in der Regel aber bei einer 
hoheren Temperatur. 

Die Eindringtiefe der Metailionen in das Glas ist abhangig von der Zeitdauer und der Temperatur 
des Ionenaustausches. Im Fall des Tieftemperatur-Ionenaustausches in Nitratschmelzen liegen 
diese in der GroBe einiger um bis einige 100 um. 

Das Einbringen der Metailionen durch Ionenimplantation oder Ionenaustausch stellt - wie 
dargelegt - gemafi Patentanspruch 5 den ersten Verfahrensschritt dar. 

Durch eine anschlieBende Temperung (Temperaturen im Bereich 400 °C - 650 °C) kommt es zu 
einer Diffiission der Metailionen auch in das Glasinnere und zu deren Reduktion und 
Ausscheidung in Form kristalliner Partikel. Bei der Temperung in einer reduzierenden 
Atmosphare (z. B. H 2 ) wird eine sehr diinne Oberflachenschicht (wenige um), in der sich die 
Metallpartikel befinden, erzeugt. Erfolgt die Temperung in einer nicht reduzierend wirkenden 
Atmosphare (Vakuum eingeschlossen), kann die Reduktion der Metailionen durch im Glas 
vorhandene, reduzierend wirkende Stoffe erfolgen (Leutermittel). Diese sind insbesondere die in 
geringfiigigen Konzentrationen in technischen Glasern vorhandenen Substanzen wie Eisen, Cer, 
Mangan, u. a. 

Die Reduktion der Metailionen beim Tempera ergibt sich aus dem zweiten Verfahrensschritt des 
5. Patentanspruches. Bei dieser Verfahrensweise wird erst einmal eine recht schmale GroBen- 
verteilung der Partikel erreicht. 

Durch einen weiteren Temperschritt (Nachtempern) in einer nicht reduzierenden Atmosphare 
kommt es zur Umbildung zu noch groBeren Partikeln. Es wird auf den dritten Verfahrensschritt 
des Patentanspruches 5 verwiesen. 

Nunmehr wird die Behandlung wiederholt. Es werden wieder Metailionen in das Glas eingebracht 
(vierter Verfahrensschritt des 5. Patentanspruches) und es kommt zur Bildung neuer, kleiner 
Partikel (fiinfter Verfahrensschritt des Patentanspruches 5), ohne daB die im dritten Verfahrens- 
schritt gebildeten groBeren Partikel wesentlich verandert werden. 

Bei der nun folgenden Deformation (sechster Verfahrensschritt des Patentanspruches 5) kommt 
es zu einer Verformung der kugelfdrmigen zu rotatiohsellipsoidfbrmigen Partikeln. Es hat sich 
gezeigt, daB die Teilchendeformation (beschrieben z. B. durch das entstehende Halbachsen- 
verhaltnis der entstehenden ellipsoidfbrmigen Kolloide) stark von deren GroBe abhangt. GroBere 
Partikel werden bei sonst gleichen Deformationsbedingungen starker verformt als kleine. 



Durch die erflndungsgemaBe Erzeugung einer breiten GrOBenverteilung kornmt es zu einer 
breiteren Verteilung der Halbachsenverhaltnisse, was wie'oben dargelegt, zu etner Verbretterung 
der dichroitischen Absorptionsbanden fuhrt. 

Die deformierten Partikel sind in ihrer Fonn bis zu Temperaturen in der Nahe des unteren 
KOhlpunktes thermisch stabil. Oberhalb dieser Temperatur komm. es zu emer ROckverformung ,n 
Riehlg Kuge lg es,al.. Das erflndungsgemaBe Verfahren kann son* auch dahmgehend 
abgeandert werden, daB „ach den, dritten Verfahrensschritt gemaB Paten anspruch 5 erne 
Deformation erfolgt und eine zweite Deformation vorgenommen wrd, naohdem d,e kleme„ 
Partikel durch Tempern erzeugt wurden, siehe hierzu Patentanspruch 6. 

ErfindungsgemaB wird auf dieser Gnmdlage durch eine mehrmalige Behandlung eine Groflenver- 
teilung der Partikel erzeugt, die deutlich verbreiter. is.. Es wird auf Patentanspruch 7 venvresen. 

Bei Temperaturen oberhalb des unteren KOHpunkes kommt es zu ein er 

Partikel und somi, zur Verandenmg der dichroitischen Absorptionsbanden. Dreses Verhalten 

wird erfindungsgemaB gezielt zur Einstellung spezieiier Banden genu.zt (lokal unterschtedhche 

spektraie Maximumslagen in lateral eng begrenzten Bereichen durch entsprechenden lokalen 

Energieeintrag), siehe hierzu Patentanspruch 8, aber speziell Patentanspruche 16 uns 17. 

ll : durch das erflndungsgemaBe Verfahren hergestellten UV-Polarisatoren smd wenerhm 

dadurch charakterisiert, daB die dichroitische Absorptionswirkung nur ,n emer *»» 

Oberflachenschich. des Glases hervorgemfen wird. Entfern. man <hese lokal 

vollstandig), so lassen sich flachig strukturierte UV-Polarisatoren erzeugen (z. B durch Verwen- 

dung einer lackmaske, die in einem photolithografischen ProzeB struktunert wd und ar*hl e 

Bender Atzung von Oberflachenbereichen mittels HF-Saure). Hierzu wu-d auf Patentanspruch 18 

verwiesen. 

Nachfolgend soil die Erfindung anhand von 5 Ausfohrungsbeispielen erlautert werden. 

1. Ausfuhrungsbeispiel 

Aus der Figur 1 ist erkennbar, wie durch Bildung und Oberlagerung von Banden mit unter- 
schieolichen Maximumslagen es erfindungsgemaB mOglich wird, einen breiten 

erzeugen. Es wird gezeigl, daB aus zwei Absorptionsbanden A und B nr.. ^edhchen 
Maximumslagen durch Cber.agen.ng der beiden Banden A und B eine erhebhche Verbrerterung 
des dichroitischen Absorptionsbereiches zur resultierenden Bande C erfolgt. 



2. Ausflihrungsbeispiel 



Ein Standard-Floatglas wird 30 min bei 350°C in einer AgNC>3 - NaN03 Salzschmelze behan- 
delt. 

AnschlieBend erfolgt eine Temperung von 2h in einer H2-Atmosphare bei 600°C sowie eine 
weitere Temperung von 2h bei 600°C in Luft. 

Durch einen nochmaligen Ionenaustausch von 30 min bei 350°C in der AgNC>3 - NaN03 
Salzschmelze und eine Temperung von 2 h bei einer Temperatur unter 600°C in einer H2- 
Atmosphare werden kleinere Silberpartikel im Glas gebildet. 

Das Glas wird dann bei 600° C mit einem Streckverhaltnis von 4 unter einer Zugspannung 
deformiert. Infolge der Deformation entsteht eine Absorptionsbande analog zur Bande C in Ab- 
bildung 1. 

3. Ausflihrungsbeispiel 

Ein Standard-Floatglas wird 30 min bei 350° C in einer AgNC>3 - NaNC>3 Salzschmelze behan- 
delt. 

AnschlieBend erfolgt eine Temperung von 2h in einer H 2 -Atmosphare bei 600°C sowie eine 
weitere Temperung von 2h bei 600° C in Luft. 

Das Glas wird dann bei 600° C mit einem Streckverhaltnis von 4 deformiert. Infolge dieser 
Behandlung entsteht eine Absorptionsbande analog zu Bande A in Abbildung 1. 

Durch einen nochmaligen Ionenaustausch von 30 min bei 350°C in der AgNC>3 - NaNC>3 
Salzschmelze und eine Temperung von 2h bei einer Temperatur unter 525°C in einer H2- 
Atmosphare werden nochmals kugelfbrmige Silberpartikel im Glas gebildet. Infolge eines zweiten 
analogen Deformationsprozesses kommt es zur Bildung einer verbreiterten dichroitischen 
Absorptionsbande, analog zur Bande C in Abbildung 1 . 



4. Ausfiihrungsbeispiel 



Bin durch das erfmdungsgemaBe Verfahren (,B. Beispiel 2 oder Merges .el! 

wW mi. einer Fotoresistmaske versehen. Durch einen photoUthografischen ProzeB wd <he 

Fotoresistschich, strukturiert. AnschheBend erfolgt ein selektives Atzenvon 5 nun .n 5 /, HF- 

Saure (im Bereich der Lackfenster erfolgt em Schichtabtrag, wahrend d,e masfaerren Be reic he 

unverlert bleiben). Nach Entfernung des Fotolackes steh, ein stn.k.uner.er Polansator zur 

Verfugung. 



5. Ausfiihrungsbeispiel 



Ein durch das erfindungsgemaBe Verfahren (,B. Beispiel 2 oder MergesrelHer U V-Polansa o 
wird .oka. mi, einem Energieeimrag (,B. Hektronenstrah.) beaufschlagt Der Energ.eem^g 
fDhrt lokal zu einer Erwarmung des Cases, infolge dessen es zu emer Mckverformung der 
pike, hin zur Ku g e,form u„d zu einer dementsprechenden Verschiebung der Maxmiumslagen 
der dichroitischen Banden kommt. Es entstehen strukturier, UV-Po.arisa.oren m spektral unter- 
schiedlichen Maximumslagen. 




Patentanspriiche 

1 . UV-Polarisator unter Verwendung der dichroitischen Absorption, wobei in das Glas parallel 
orientierte rotationsellipsoidformige metallische Partikel eingebaut sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in dem Glas metallische Partikel mit breiter GroBenverteilung enthalten sind 
und diese metallischen Partikel rotationsellipsoidfbrmig derart ausgebildet sind, daB die 
Partikel in bezug auf die rotationsellipsoide Form unterschiedlich verformt sind. 

2. UV-Polarisator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die rotationsellipsoid- 
formigen Partikel in einer diinnen Oberflachenschicht des Glases enthalten sind. 

3. UV-Polarisator nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB der UV-Polarisator 
lateral strukturierte Bereiche aufweist. 

4. UV-Polarisator nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB das Glas ein Standard- 
Floatglas darstellt 

5. Verfahren zur Herstellung von UV-Polarisatoren, wobei der Polarisationseffekt unter 
Venvendung der dichroitischen Absorption erfolgt, in das Glas metallische Partikel einge- 
bracht werden, welche durch Deformation des Glases zu parallel orientierten rotations- 
ellipsoidfbrmigen Partikeln verformt werden, dadurch gekennzeichnet, daB in einem ersten 
Verfahrensschritt in die Oberflache des Glases Metallionen eingebracht werden, in einem 
zweiten Verfahrensschritt das Glas getempert wird bis zu einer Reduktion und Ausscheidung 
der Metallionen in der Oberflache des Glases in Form kristalliner Partikel, in einem dritten 
Verfahrensschritt eine Nachtemperung in einer nichtreduzierenden Atmosphare erfolgt bis 
zur Umbildung der im zweiten Verfahrensschritt erzeugten Partikel zu groBeren Partikeln, in 
einem vierten Verfahrensschritt Metallionen in das Glas analog dem ersten 
Verfahrensschrittes eingebracht werden, in einem funften Verfahrensschritt das Glas im 
Sinne des zweiten Verfahrensschrittes getempert wird, bis sich die im vierten Verfahrens- 
schritt eingebrachten Metallionen in der Oberflache des Glases in Form kristalliner Partikel 
ausscheiden, jedoch in kleinerer GroBe als die im dritten Verfahrensschritt erzeugten Partikel 
und in einem sechsten Verfahrensschritt eine Deformation des Glases bei Temperaturen nahe 
der Glasubergangstemperatur derart vorgenommen wird, daB die Partikel unterschiedlicher 
GroBe zu rotationsellipsoidfbrmigen Partikeln mit unterschiedlichem Halbachsenverhaltnis- 
sen umgeformt werden. 
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6 Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Verfahrensschntte ems ta dre, 
' entsprechend dem Patentanspruch 5 durchgefitot werden u„d in mm ' ™* Mta *» 

Verfahrensschritt erne Deformation des Glases entsprechend dem sechsten Verfahrensschntt 
des Anspruches 5 erfolgt, indem die groBen Metallpartikel zu ro.ationselhpso.dform.gen 
Partikeln umgeformt *erden und W eiterhin gemaB Anspruch 5 der Verfahrensschntte y,er, 
funf und sechs durchgefuhrt werden. 

7 Verfahren nach Anspnrch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Verfahrensschritte eins bis 
' ffirf gemaB dem Anspruch 5 mehrfach wiederholt werden, bis sich eine denmerte brerte 

Groflenverteilung der Partikel ergib. und sich nach mehrfacher Behandlung der Verfahrens- 
schritt sechs des Anspruches 5 anschliefit. 

8 Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB nach AbschluB aller 
Verfahrensschntte nach Anspmch 5, 6 oder 7 durch Einstellung des Glases auf erne 
Temperatur oberhalb des unteren Kuhlpunktes eine definierte begrenzte Ruckverformung der 
rotationsellipsoidformigen Partikel erfolgt. 

9 Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB in das Glas Silber-, 
Gold-, Kupfer-, und/oder Aluminiumionen oder Mischungen davon eingebracht werden. 

10 Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB bei dem zweiten Verfahrensschritt 
gemaB Anspruch 5 die Reduktion in einer reduzierenden Atmosphare erfolgt. 

11. Verfahren nach Anspruch 5 und 10 dadurch gekennzeichnet, daB die Reduktion in einer 
Wasserstoff- oder Wasserstoff-/Stickstoffatmosphare erfolgt. 

12 Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB bei dem zweiten Verfahrensschritt 
' gemaB Anspruch 5 die Reduktion in einer nicht reduzierend wirkenden Atmosphare 
Lgenommen wird und die Reduktion der Metallionen durch im Glas vorhandene, 
reduzierend wirkende Stoffe erfolgt. 

, 3 Verfahren nach Anspruch 5 oder 6. dadurch gekennzeichnet. daB der dritte Verfahrensschritt 
' gemaB Anspruch 5 oder 6 bei einer Temperatur zwischen 300 X und 700 °C erfolgt. 
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14. Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB das Glas derartig 
gedehnt wird, daB es auf das 2- bis 30-fache der ursprtinglichen Lange verstreckt wird. 

15. Verfahren nach Anspruch 5, 6 oder 7 und 14, dadurch gekennzeichnet, daB die 
kontinuierliche Deformation unter Venvendung einer schmalen Heizzone erfolgt und das 
Glas nach dem Verstrecken so schnell abgekuhlt wird, daB eine Ruckverformung der 
rotationsellipsoidfbrmigen Partikel verhindert wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB durch einen lokalen 
Energieeintrag in raumlich eng begrenzten Bereichen der Glasoberflache eine definierte 
Ruckverformung der rotationsellipsoidfbrmigen Partikel erfolgt. 

17. Verfahren nach Anspruch 5 bis 7 und 16, dadurch gekennzeichnet, daB der Energieeintrag 
mittels Laser und/oder Elektronenstrahl erfolgt. 

18. Verfahren nach Anspruch 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB ein Maskieren und Abatzen 
dtinner Schichten der Oberflache des Glases erfolgt. 

19. Verfahren nach Anspruch 5 bis 7, 16, 17 und 18 zur Herstellung strukturierter Polarisatoren, 
dadurch gekennzeichnet, daB ein lokaler Energieeintrag und/oder Maskieren und Abatzen 
erfolgt. 
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